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full-Particle-In-Cell (PIC) 法、hybrid-PIC 法と full-Vlasov 法が⽤いられてき
た。運動論シミュレーションの研究において、しばしば PIC 法が⽤いられるが、
粒⼦に起因するノイズが含まれる。本研究において、接触不連続の構造を⾼精度
に観測するために粒⼦によるノイズがない Vlasov 法を⽤いた。特に、静電 
















⽤いた⼀次元の静電 hybrid- と full-Vlasov シミュレーションを⾏った。静電 
hybrid-Vlasov シミュレーションではイオン数密度のシャープな勾配は早い段
階で形成され、その後⻑い期間維持される。しかし、このシャープな勾配は静電 
full-Vlasov シミュレーションでは存在しない。⼀般化 Ohm の法則は静電 









































入した。Vlasov コードを用いていることもあり、一般化 Ohm の法則における電場の成分をクリア
に示すことに成功している。その結果、両方のシミュレーションにおいて、電場の形成に違いがあ
るにもかかわらず、電子圧力勾配がイオン時間スケールで電場をサポートしていることを示した。
電子圧力の時間発展の様子は異なっており、この違いは主に電子ヒートフラックスによるものであ
ることを明らかにした。 
 
以上のように本研究は、運動論における接触不連続の安定性に関する問題に貢献するものであり、
高い学術的価値が認められる。したがって、当博士論文審査委員会は本申請論文が博士（工学）の学
位を授与するに値するものと認め、合格と判定した。 
 
